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Abstract (en)
The arrangement has two fixed contacts (FK) comprising a contact material, and a movable contact i.e. contact bridge (T) longitudinally movable
on the fixed contacts. A contact holder carries a contact piece (KQ) at the movable contact. Material pairing of contact elements is provided such
that the contact material comprises a metallic conductor material such as copper or silver alloy, and another contact material has a composition
consisting of maximum of 100 percent carbon material. The contact piece is provided at a movable contact and bridges the fixed contacts.

Abstract (de)
Die vorgeschlagene elektrische Kontaktanordnung fiir Schwachstromanwendungen umfasst: - zwei Festkontakte FK aus einem ersten
Kontaktwerkstoff, - einen mit den Festkontakten FK in SchlieB- und Offnungsstellung bringbaren Bewegtkontakt T, wobei der die Festkontakte
Uberbriickende Bewegtkontakt aus einem Kontakthalter H und mindestens einem Kontaktstiick KS, KQ aus einem zweiten Kontaktwerkstoff
besteht, - einen das mindestens eine Kontakistiick KS, KQ am Bewegtkontakt T tragenden Kontakthalter H, wobei der Bewegtkontakt T auf
die Festkontakte FK hin langsbeweglich betétigbar ist, wobei eine Materialpaarung der kontakigebenden Elemente derart vorgesehen ist,
dass der erste Kontaktwerkstoff aus einem metallischen Leiterwerkstoff besteht, vorzugsweise aus einer Kupfer- oder Silberlegierung und der
zweite Kontaktwerkstoff eine Zusammensetzung hat, die aus mindestens 70 % und maximal 100 % Kohlenstoffwerkstoff besteht, und dass am
Bewegtkontakt mindestens ein die Festkontakte tberbriickendendes Kontaktstiick vorhanden ist. Bevorzugt wird insbesondere isostatisch gepresster
Grafit (auch unter der Bezeichnung Iso-Grafit bekannt) fir Kontakistiicke vorgeschlagen.
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